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１．概要（Summary ）： 

従来のダイヤモンド素子は、200℃が動作上限であ

った。これは、ダイヤモンドの表面が部分的にむき出

しであることが原因であることが分かった。そこで、

その対策を相談した。 
相談の結果、ALD-Al2O3膜を用いて表面を保護する

こととなった。しかし、保護膜自体にも耐熱性が必要

となる。そこで、ALD-Al2O3膜の耐熱性を検討するこ

とにした。 
 
２．実験（Experimental）： 
なし。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
なし。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
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